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論　　文　　要　　旨

　本論文はパルスレーザー照射により起こるYBa2Cu30y酸化物超伝導体のアブレーション現象に関

する研究をまとめたものである。このレーザーアブレーションはYBa2Cu30y薄膜を製作する上で最

も有力な手法の一つであるが，その物理機構についてはほとんど解明されていない。本研究の主な

目的は，レーザーアブレーションによる放出粒子の動的機構を多面的な研究を通し明らかにしてゆ

き，更にその結果を指針として良質の超伝導薄膜の形成法を研究することにある。そのためO．248μ

mから1－064μmに亘るいくつかの光波長を持つレーザー光を使用しYBa2Cu30yペレットのレー

ザーターゲット表面から約1㎜の幅の空聞に於いて，レーザーアブレーション時の放出粒子の挙動

をナノ秒（nS）の時問分解能で調べている。

　更にレーザーアブレーションで製作した薄膜に，非平衡プロセスのイオン注入を行い，組成制御

と電気特性改変を新しく求めている。

　具体的には第2章で，レーザーアブレーション法によって形成し，その後の高温熱処理で作製し

た薄膜について，その諸特性のパルスレーザーの照射エネルギー密度依存性に関する研究を行って

いる。第3章では，パルスレーザー照射直後のレーザーアブレーションによる放出粒子の動的挙動

を空間及び時間分解測定の手法で研究している。第4章ではYBa2Cu30yへのイオン注入で生成され

るアモルファス相の回復過程及びP注入層の電気特性改変に関する研究を行っている。

　本研究で得られている主要な結果は以下に示す通りである。

（1）レーザーアブレーションの動的挙動の研究により，大略3種類の異なる速度成分（高速，中速，
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　　　低速）を持つ放出粒子がYBa2Cu30yターゲット表面近傍で生成していることを初めて明らか

　　　にした。

（2）　この3種類のうち，高速及び申速粒子生成が発光を呈しており申速粒子成分は，放出直後は

　　　クラスター状である。高速粒子成分は微量であるため，クラスター状に放出され励起状態に

　　　ある中速粒子成分がYBa2Cu30y薄膜形成に重要であると結論している。

（3）　レーザーアブレーションには強い波長依存性と照射エネルギー密度依存性が存在し，O．266μ

　　　㎜のレーザーを用いて600℃の基板温度でTc＝73kの膜形成をin－situで行っている。

審　　査　　の　　要　　旨

　まだ定説のない酸化物超伝導体YBa2Cu30yのレーザーアブレーション過程において，新しく3速

度成分の粒子群を見出し中速成分が良質薄膜生成の主要原因をなすことを示した。これらのことは

高く評価されるべき結果である。

　よって，著者は工学博士の学位を受けるに十分な資格があるものとみとめる。
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